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 我々は、独自の技術を適用したマイクロ波プラズマ 
CVD 法によりグラフェンを高スループットで大面積に合

成できる技術を開発し、グラフェンのエレクトロニクスへの

応用展開を目指している[1]。合成条件の検討や基板前

処理を最適化することで、高導電率化に取組んでいる。

プラズマ条件を最適化することで、ドメインの大きなグラフ

ェンが形成できている。さらに、転写基板の前処理を検討

し、高導電性が得られている。 

１．概要（Summary） 

 この様なグラフェンの電気特性評価には、良好なオーミ

ック電極の形成が必要不可欠であり、産総研NPFにおい

て、フォトリソグラフィーによるパターニングと真空蒸着装

置によりオーミック電極形成を行った。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

・真空蒸着装置・スピンコータ ・コンタクトマスクアライナ・

ホットプレート  
 
【実験方法】 
 グラフェンを転写したSiO2/Si基板（持ち込み試料）上に、

Hall bar 素子の作製を行った。作製手順は、①コンタクト

マスクアライナによりパターニング、②真空蒸着装置によ

るオーミック電極蒸着、③リフトオフである。 
 オーミック電極は、チタン蒸着後に連続して金を蒸着し

た。 
 成膜条件は以下の通りである。 
 
 
 
 
 

 
Ti   300 Å 0.3 Å/sec 

 Power   734.4 W 
成膜時圧力  3.1×10-5 Pa 

Au  1000 Å 0.3 Å/sec 
Power   1022.4 W 
成膜時圧力  1.2×10-4 Pa 

 

電流・電圧特性の測定から形成した Ti/Au 電極はオ

ーミック性を示しオーミック電極の形成に成功した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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